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研究成果の概要（和文）：機械的剥離を用いて原子層高温超伝導体の作製を実現することとその物理的特性評価
を行うことを目的とした。本研究課題において、200 nm以下の結晶を機械的に剥離して電気抵抗測定を行う手法
を確立した。また、イオン液体を用いた電気化学エッチングを行い、in-situでヘリウム温度までの低温電気抵
抗測定を行うための横型クライオスタットを開発した。これによって液体を基板上に滴下するだけのデバイスを
簡便に扱うことができるようになった。薄膜作製と輸送特性評価を行うために、FeSe同様積層構造をもつグラフ
ァイトに対してアメリカ合衆国国立強磁場施設における35 Tまで磁気抵抗測定を行い、成果を報告した。

研究成果の概要（英文）：In this study, FeSe (iron-based superconductor) thin-film devices with the 
thickness of the order of < 200 nm were successfully fabricated by using mechanical exfoliation. 
This method was also applicable for a few tens of nanometer-thick graphite samples, and those 
devices were measured under high-magnetic field up to 35 T in National High Magnetic Field 
Laboratory, US. The results were reported in Physical Review B. For electrochemical etching in order
 to thinning devices down to several layers of thickness, horizontal helium-flow cryostat was 
developed. This machine enables to etch and measure down to cryogenic temperature without exposing 
the samples to ambient environment.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
機械的剥離法を用いた数十ナノメートル厚さの微結晶に対して、電子線リソグラフィを用いたデバイス作製と輸
送特性評価が可能であることが示された。また、イオン液体による電気化学エッチングが簡便に行いながらヘリ
ウム温度までの低温電気抵抗測定がin-situで行える横型クライオスタットを開発し、今後様々な積層構造をも
つ結晶に対して同様の手法が適用できると考えられ、本手法が普及することが期待される。








